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Abstract (en)
[origin: WO8302443A1] Process for producing high puritysolar grade silicon be reaction (12) of silicon tetrafluoride with sodium which is carried out
inside a powder lined reaction container (76) enclosed within a reactor (42). The powder is selected from at least one fluoride or silicate of alkali
or alkaline earth metals or an oxide of silicon or a powder of reaction products (78) the powder liner (76) forming the container being capable of
withstanding heating below themelting point of sodium fluoride without sintering or melting. The powder liner (76) forming the container is made
sufficiently thick to provide a thermal barrier, prevent bonding or adhesion of the reaction products to the support substrate thereby providing easy
release of the reaction products (78).

Abstract (fr)
Procédé de production de silicium de grande pureté approprié aux applications solaires par réaction (12) de tétrafluorure de silicium avec du
sodium, laquelle réaction a lieu a l'intérieur d'une cuve de réaction a poudre (76) contenue dans un réacteur (42). La poudre est sélectionnée a
partir d'au moins un fluorure ou un silicate d'alcali ou de métaux alcalino-terreux ou un oxyde de silicium ou une poudre des produits de réaction
(78), le manchon de poudre (76) formant le conteneur ou cuve pouvant supporter une chaleur inférieure au point de fusion du fluorure de sodium
sans frittage ou fusion. Le manchon de poudre (76) formant le conteneur ou cuve est suffisamment épais pour former une barriére thermique,
empécher la liaison ou adhésion des produits de réaction sur le substrat de support, permettant ainsi de libérer aisément les produits de réaction
(78).
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